CORROSÃO METÁLICA

Objetivos

· Estudo do comportamento de materiais metálicos em soluções aquosas diversas

(  por imersão (perda de massa)

(  por métodos eletroquímicos

· Determinação dos mecanismos reacionais acompanhando os processos de corrosão ou passivação dos materiais

· Determinação dos parâmetros cinéticos destes processos

· Caracterização dos filmes de passivação

DEPOSIÇÃO  METÁLICA

Objetivos

· Obtenção de revestimentos metálicos por eletrodeposição (eletrólise) e deposição química (sem corrente)

· Estudo da influência dos parâmetros de deposição (composição do meio, temperatura, tempo, densidade de corrente...)

sobre:
(  rendimento do processo

( morfologia, composição, propriedades dos depósitos

· Estudo dos mecanismos reacionais acompanhando os processos de deposição e determinação dos parâmetros cinéticos 

CORROSÃO METÁLICA

Áreas de atuação

· Meios aquosos:

Nb, Ta, Zr, Ti, Al e suas ligas


Aços e ligas de Ni

· Metais fundidos (Al):

Nb

DEPOSIÇÃO  METÁLICA

Áreas de atuação

Eletrodeposição:

- meios aquosos: Cu, Cr, Ni / Compósitos: Ni-Nb, Cu-Si3N4


- sais fundidos: Nb, Ta, Zr, Ti

- meios orgânicos: YBa2Cu3 (precursor de cerâmica

supercondutora)

Deposição química

· meios aquosos: Ni, Ag

	[image: image1.png]Cu /HCI

nenhuma reagéo





	[image: image2.png]Cu /HNO4

Cu — Cu* + 2

2NO +8H™+ Be — 2NO+4H,0






	[image: image3.png]Nb/ HaPO,

2H*+2e — Hy

2Nb+5H,0 — NbyOg + 10H*+10e







	[image: image4.png]Cu/CrOg+H,S04

Cr(viy— Cr (ll)—
cr(iy—Cr(0)

2H*+2e — Hy

2H,0 — Oy +4H*+4e





	[image: image5.png]Fe /CusSO,

Fe — Fe?" + 2e

cu2t+2e — Cu

Cuso,







	
[image: image6.wmf]0

2

4

6

8

10

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

Ta

Ti

E (V/ECS)

t (ks)


Evolução do potencial de corrosão do Ta e do Ti  com o tempo de imersão em soluções de H2SO4  40 % em peso a temperatura ambiente 
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Curvas de polarização do Ta e do Ti em soluções 

de H2SO4  40 % em peso a temperatura ambiente
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Curvas E-i (20mV.s-1) sobre eletrodo rotatório de aço  em solução 1M CrO3 + 0,01M H2SO4 a 25°C.

(A) Cr(VI) ( Cr(III) e formação do filme catódico

(B)     região de passivação

(C)    deposição de cromo metálico +as duas reações  
        anteriores + formação de H2
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 Curvas E-t sobre eletrodo rotatório de aço em solução 1M de CrO3 e 0,02M de H2SO4, a 25°C, para 30 A.dm-2 
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	Imagens de eletrorrevestimentos de compósitos de Ni-Nb
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